	 助成番号 050691
	
	６－２


研 究 成 果 報 告 書

（国立情報学研究所の民間助成研究成果概要データベース・登録原稿）

	研究テーマ

（和文）　ＡＢ
	二酸化チタンをベースとしたエレクトロニクスの開拓

	研究テーマ

（欧文）　ＡＺ
	Research on TiO2-based electronics

	研

究氏

代

表名

者
	ｶﾀｶﾅ ＣＣ
	姓）　ヒトスギ
	名）　タロウ
	研究期間 Ｂ
	　２００５ ～ ２００６ 年

	
	漢字 ＣＢ
	一杉
	太郎
	報告年度 ＹR
	　２００７ 年

	
	ﾛｰﾏ字 ＣＺ
	Hitosugi
	Taro
	研究機関名
	東京大学

	研究代表者 ＣＤ
所属機関・職名
	東京大学　理学系研究科　助教

	概要　ＥＡ　(600字～800字程度にまとめてください。)

二酸化チタン(TiO2)は工業用材料として、我々の生活に欠かせないものとなっている。その可視光透明性と高屈折率を利用した白色塗料や光学薄膜、紫外線吸収能力を活用した日焼け止めなど幅広い場面で使われている。また、近年、光触媒効果や超親水性の実用範囲が広がっている。エレクトロニクス材料としての研究開発も活発化しており、透明導電体の他にゲート絶縁膜や透明強磁性体、さらに抵抗変化メモリー材料としての応用が検討されている。Tiは地球上に豊富に存在し(地殻中の元素存在度:第10位)、安価かつ安定に供給することが可能である。さらに、TiO2は毒性が少なく、環境に優しいという特徴を有している。したがって、今後ますます新機能が開拓され、実用範囲の広がりが期待される。
我々の研究グループでは、アナターゼ型NbドープTiO2(Ti1-xNbxO2:TNO)透明導電体の可能性に着目し、実用化に向けた研究を進めている。TNOのエピタキシャル薄膜は低い抵抗率( ～ 2x10-4 cm)と高い可視光透過率を有し、ITOに匹敵する透明導電体である。
本研究では、ガラス上において低抵抗多結晶薄膜を得る手法の開発に成功した。具体的には、ノンアルカリガラス上にアモルファスTNO薄膜をまず成膜し、その後、真空中、300℃、でアニールして多結晶TNO膜を作製する。その結果、は約6桁以上減少し、室温で4．6x10-4 cmを示す透明薄膜が得られた。この値は、ITOやZnO系透明導電体の2倍程度であり、アプリケーションによっては実用化が可能なレベルにある。
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	欧文概要　ＥＺ

Nb-doped anatase TiO2 (Ti0.94Nb0.06O2
: TNO)

films with high electrical conductivity and transparency were fabricated on nonalkali glass using pulsed laser deposition and subsequent annealing in a H2 atmosphere. The amorphous films as deposited on unheated substrates were found to crystallize, forming polycrystalline films at around 350°C. The films annealed at 500°C showed resistivity down to 4.6x10-4
cm at room temperature and optical transmittance of 60 –80% in the visible region, which are comparable to those of epitaxial films. These results indicate that TNO films have the potential to be practical transparent conducting oxides that could replace indium tin oxide.
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